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Sposob pomiaru poziomu masy szklanej w wannie szklarskiej
i urzagdzenie do stosowania tego sposobu
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb pomiaru po-
ziomu masy szklanej w wannie szklarskiej i urzg-
dzenie do stosowania tego sposobu.
W przemysle szklarskim do pomiaru poziomu

masy szklanej stosuje sig kilka rodzajéw urzadzen.

Urzadzenia: plywakowe, z elektrodg nieruchoma,
z elektroda ruchomg, pneumatyczne, posiadajg
wspblng wade zasadnicza polegajaca na bezpo-
S§rednim stykaniu sie urzadzenia z masg, oraz
umiejscowienie urzgdzenia w wannie szklarskiej
gdzie panuje wysoka temperatura.

Urzadzenie plywakowe posiada dodatkowg wade,
polegajacg na zuzywaniu sie plywaka i zwigzang
z tym zmienno§é pomiaru. Urzadzenie z elektrodag
nieruchomg i z elektrodg ruchomg posiadajg do-
datkowa wade, polegajaca na czestym zanieczysz-
czaniu elektrod, przyklejaniu masy do elektrod
i zwigzany z tym demontaz urzadzenia w celu
przeczyszcz'enia, matlg dokladno$é, a urzadzenie z
elektroda nieruchomga nie posiada mozliwosci pod-
taczenia rejestracji.

Urzadzenie pneumatyczne posiada dodatkowg wa-
de, polegajaca na czestym przyklejaniu sie dyszy
do masy szklanej i zwigzany z tym demontaz dy-
szy szamotowej, polgczony niejednokrotnie z jej
zniszczeniem, malg dokladno$cig, skomplikowana
budowa.

Urzadzenie izotopowe posiada wade, polegajaca
na konieczno$ci §cienienia §cian wanny szklarskiej
w punkcie pomiaru, skomplikowanej budowie, ma-
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. tej doktadnosci, zmiennoS$ci wskazan w czasie, brak

mozliwo$ci rejestracji i niebezpieczenstwie promie-
niowania.

Spos6b wedlug wynalazku polega na projekcji
szczeliny §wietlnej pod katem do powierzchni masy
szklanej w celu odbicia jej od powierzchni masy
i rzutowaniu na uklad fotoopornik6w po przeciw-
nej stronie wanny.

W zalezno$ci od zmiany poziomu masy szklanej
w gore czy tez w dobl strumien $wietlny zostaje
kierowany tak samo. Uklad pomiarowy nie styka
sie z mierzong masg szklang, zamontowany jest
na zewngtrz wanny cechuje go prosta budowa,
niska cena wykonania, bardzo duza dokladno$é po-
miaru rzedu 0,03 mm., mozliwo$¢é podigczenia re-
jestracji i automatyki.

Zasade wynalazku pokazuje fig. 1. Wanna
szklarska 1 napelniona masg szklang 2 posiada
umocowane w otworach rury stalowe 3 dlugosci
0,5 m zamkniete szczelnie szybkami 4. Tak skon-
struowane wzierniki dajg czysta projekcje bez za-
kl6cen i drgan. Z jednej strony wanny jest umo-
cowany na stojaku rzutnik 5 z obiektywem 6, kt6-
ry rzuca waski strumien $wiatta 7 na mase szkla-
ng. Odbite §wiatlo od masy trafia po drugiej stro-
nie wanny do sondy pomiarowej 8.

Budowe rzutnika pokazuje fig. 2. Sklada sie on
z obiektywu 6 szczeliny 9 kondensatora 10 lampy
projekcyjnej 11, do ktérej napiecie doprowadza
przewdd 12, lustra 13 i obudowy 5. Catosé umoco-
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wana jest na stojaku 21, ktéry posiada pokretlo ‘18,
regulujgce kgt rzutowania promienia oraz pokretto
20, regulujgce wysoko$é rzutnika 5. Natomiast bu-
dowe sondy pomiarowej pokazuje fig. 3. Sklada sie
ona z obudowy 8 szybki 14 fotoopornikéw 15, umo-
cowanych na plytce izolacyjnej 17 i taczonych ze
zroédlem pradu i miernikiem przewodem tréjzyto-
wym 16. Calo$é zamontowana jest na stojaku.

Schemat ukladu pomiarowego przedstawia fig. 4,
ktory wyposazony jest w dwa fotooporniki F, i Fy,
umieszczone w sondzie pomiarowej 15 i dwa opor-
niki regulacyjne R, i R, wraz z miernikiem M
umieszczonym poza sondg pomiarows, polaczone
w ukladzie mostkowo-réznicowym.

W przypadku kiedy-*odbity od masy szklanej
strumien $§wiatla os$wietla jednakowo oba foto-
oporniki uklad jest w réwnowadze i miernik po-
kazuje zero. Natomiast zmiana poziomu powoduje
przesuniecie cze$ciowe strumienia §wietlnego w go6-
re czy tez w do6t powodujgc zachwianie ré6wnowagi
mostka a miernik wychylit sie na plus czy tez
na minus informujgc dokladnie o faktycznej zmia-
nie poziomu masy szklanej w wannie.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b pomiaru poziomu masy szklanej w wan-
nie szklarskiej, znamienny tym, ze waskg szcze-
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line Swiatta rzutuje sie pod katem za pomocg
rzutnika na mase szklang i po przesunieciu
kata strumienia $wiatla w gére albo w dét
w zaleznoSci od poziomu masy szklanej, stru-
mien $§wietlny po odbiciu kieruje sie do sondy
pomiarowej, umieszczonej po przeciwnej stro-
nie wanny, w ktérej odczytuje sie poziom masy
szklanej.

. Urzadzenie do stosowania sposobu wedlug za-

strzezenia 1, znamienne tym, Ze zamocowany
w boku wanny szklarskiej (1) rzutnik (5) na
stojaku (21), zaopatrzonym w pokretta (18) i (20)
do nastawiania kgta nachylenia rzutnika, za-
wiera obiektyw ( 6) ktéry za posrednictwem
kondensatora (10), lampy projekcyjnej (11)-i lu-
stra (13), rzuca poprzez szczeline (9) waski stru-
mien $§wiatla (7) na powierzchnie masy szkla-
nej, od ktérej odbija sie¢ pod odpowiednim ka-

tem i trafia do zamocowanej po przeciwnej’

stronie wanny sondy pomiarowej (8), wyposa-
zonej w fotooporniki (F, i Fyp) umocowane na
plytce izolacyjnej (17) i polaczone ze zrbdiem
pradu i opornikami regulacyjnymi (R; i R,)
przewodami w ukladzie mostkowo-réznicowym
oraz miernikiem poziomu masy (M).

PZG w Pab., zam. 283-68, nakl. 250 egz.
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